半導体製造技術の研究開発動向 ―近年の国際会議（１）での発表等から― by 小松 裕司 & 科学技術動向研究センター
半導体製造技術の研究開発動向　̶近年の国際会議での発表等から̶












































































































































































に、LSI の一部でより低抵抗の Cu 配線に置き換えら
れている。
⑥SOI




























































































































































































































































































































































































































































2004 130 90 90
2005 100 65
2006 100
2007 100 65 65 45
2008 70
2009 70 32
2010 70 45 45
2011 50 22
半導体製造技術の研究開発動向　̶近年の国際会議での発表等から̶









































































　2003 年の ITRSの見直しでは、2001 年版からの製造技術の世代交代時期の
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